Solution for researching

Ptfe-Runder Wafertrager 6 Zoll Saure- Und Laugenbestandig

Halbleiter-Reinigskorb Anpassbar
Artikelnummer: PL-CP207

Einfuhrung

Hochreine 6-Zoll-PTFE-Rundwafertrager,

Tauchbadern

Mehr erfahren

entwickelt fUr die Halbleiterreinigung.
Ausgezeichnete chemische Bestandigkeit gegen
Sauren und Laugen fur Piranha- und HF-
Atzprozesse. Prazisionsgefertigte, vollstiandig
anpassbare Kérbe gewahrleisten die sichere
Handhabung von Substraten bei
anspruchsvollen nasschemischen Prozessen,

und Ultraschallspulungen.

Verwendet zum Entfernen organischer Riickstande, diinner Oxidschichten
und ionischer Verunreinigungen von Siliziumwafern unter Verwendung von
SC-1- und SC-2-Lésungen.

RCA-Reinigungsprozess

Handhabung von Wafern in einer Mischung aus Schwefelsédure und

Piranha-Atzun
9 Wasserstoffperoxid zum Entfernen schwerer organischer Materie.

Entfernung von Opferoxidschichten oder nativen Oxiden von

AR R AR I L LSF Siliziumoberflachen in verschiedenen Konzentrationen von HF.

Transport von Wafern durch Reinigungszyklen nach dem chemisch-

Spilung nach CMP
P 9 mechanischen Polieren (CMP), um Schlickerpartikel zu entfernen.

Verarbeitung von 6-Zoll-Monokristallin- oder polykristallinen Siliziumwafern

Solarzellenfertigun
gung wahrend der Texturierungs- und Phosphordiffusionsschritte.

Unterstiitzung von Substraten wahrend der Entwicklung und des Strippen
von Fotolack unter Verwendung von Lésungsmitteln und spezialisierten
Strippern.

Fotolithografie

Transport empfindlicher Komponenten in Ultraschall- oder Megasonic-Badern

Ultraschallreinigun
el zur hochprazisen Entfernung von Verunreinigungen.

Verarbeitung von GaAs-, InP- oder SiC-Wafern in spezialisierten chemischen
Mischungen fir die Fertigung optoelektronischer Bauelemente.

Atzung von
Verbindungshalbleitern

Spezifikationsdetails far PL-CP207

Modellkennung PL-CP207

Hohe thermische und chemische Bestandigkeit verhindert die
Degradation des Trégers wahrend des Eintauchens in beheizte
Béader.

AuBergewdhnliche Bestandigkeit gegen aggressive oxidative
Umgebungen sorgt flr eine lange Lebensdauer der
Ausristung.

Materialreinheit verhindert das Einbringen von metallischen
lonen in die empfindliche Atzumgebung.

Glatte, nicht haftende Oberflachen verhindern den Einschluss
von Partikeln und erleichtern eine effektive
Ultraschallreinigung.

Robuste Bauweise unterstiitzt hohen Durchsatz in
anspruchsvollen industriellen Produktionslinien.

Universelle Lésungsmittelkompatibilitat verhindert Quellen
oder Erweichen des Tragerrahmens.

Strukturelle Steifigkeit ermdglicht eine effiziente Ubertragung
von Schallenergie auf die Waferoberflachen.

Anpassbare Schlitzgeometrie accommodiert verschiedene
Waferdicken und empfindliche Substratmaterialien.

Materialkonstruktion

WafergroBenkompatibilitat

Geometriekonfiguration

Chemische Kompatibilitat

Temperaturtoleranz

Hochreines unvermischtes PTFE (Benutzerdefinierte PFA-Optionen verfiigbar)

6 Zoll / 150 mm Durchmesser

Runder Reinigungskorb / Blumenkorb-Typ

Universelle Bestandigkeit (Sauren, Basen, Losungsmittel, Oxidationsmittel)

Geeignet fir kryogene bis hochtemperierte Prozesse
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Beschreibung Hauptvorteil

Spezifikationsdetails fir PL-CP207

Vollstandig anpassbare Abmessungen, Schlitzanzahlen und

AnpassingSfanigkeit Griffkonfigurationen

Oberflachenfinish Prézisionsbearbeitet, ultra-glatt, nicht porés

Chargenkapazitat MaRgefertigt nach spezifischen Kundenanforderungen fiir Waferanzahl
Herstellungsmethode MaRgeschneiderte CNC-Bearbeitung / Benutzerdefinierte Fertigung
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